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論 文 内 容 の 要 旨 
 第１章では、プラズマプロセス分野におけるこれまでのプラズマ源と非半導体分野での新しいプラズマ源の重要性





度を高め、ECR プラズマ生成の高効率化を図った。プラズマ密度測定の結果、マイクロ波電力 100 W 以下で 2.45 GHz
のカットオフ密度に到達し、マイクロ波の省電力化を図ることができた。 
 第４章では、空洞共振器型プラズマ源を応用したエッチング装置を用いて、ニオブ酸リチウム（LN）およびポリ
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⑵ プラズマ生成容器を空洞共振器として直接励振し、電界強度上昇によって ECR プラズマの高効率化が図られて
いる。モード共振実験で円周方向成分のみの電界を持つ TE01 モードが単一励振出来ることを示し、ECR プラズマ生
成時に共振効果でイオン飽和電流値は増加し、マイクロ波電力 100 W 以下で 2.45 GHz のカットオフ密度に達し、極
めて有効な省電力化が実現できることを示している。 
⑶ 空洞共振器型プラズマ源をニオブ酸リチウム（LN）およびポリメチルメタクリレート（PMMA）のエッチング








⑸ 本 ECR プラズマ源に引き出し電極を取り付け、イオンビーム化して PMMA の表面改質を行っている。酸素イオ
ンビームを PMMA 基板に照射し、その親水性効果の経時変化が、従来の酸素プラズマ照射およびアルゴンイオンビ
ーム照射と比較して、長時間持続することを明らかにしている。 
 以上のように、本論文は非半導体分野を含む先駆的プロセスに用い得る新しいプラズマ源/イオンビーム源実現に向
けて、ECR の高効率化を主眼において装置を構築して実験的検証を行ったものであり、多くの知見が得られている。
また具体的応用に適用して評価している。これらの知見は今後、当該分野に一つの設計指針を示すものであり、よっ
て本論文は博士論文として価値あるものと認める。 
